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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重導波管光学構造であって、前記多重導波管光学構造は、
　各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を備え、
各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、
　第１の接着層と、
　第１の屈折率を有する基板と、
　パターン化層と
　を備え、
　前記パターン化層は、前記第１の接着層が前記パターン化層と前記基板との間にあるよ
うに位置付けられ、前記第１の接着層は、前記パターン化層と前記基板との間の接着を提
供し、前記パターン化層は、前記第１の屈折率より小さい第２の屈折率を有し、前記パタ
ーン化層は、回折格子を画定し、前記導波管に関連付けられた視野は、前記第１および前
記第２の屈折率に基づき、
　前記各導波管は、第２の接着層をさらに備え、前記第２の接着層は、前記基板が前記第
１の接着層と前記第２の接着層との間にあるように位置付けられており、各導波管は、前
記基板と前記第２の接着層との間に位置付けられた反射防止層をさらに備えている、多重
導波管光学構造。
【請求項２】
　前記複数の導波管の各導波管を接続し、位置付ける導波管支持部をさらに備え、各導波
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管の前記第１および第２の接着層のうちの少なくとも１つが、前記導波管支持部に接着し
ている、請求項１に記載の多重導波管光学構造。
【請求項３】
　各導波管は、追加のパターン化層をさらに備え、前記追加のパターン化層は、前記第２
の接着層が前記基板と前記追加のパターン化層との間に位置付けられるように位置付けら
れている、請求項１に記載の多重導波管光学構造。
【請求項４】
　前記基板は、ガラスまたはサファイアから作製されている、請求項１に記載の多重導波
管光学構造。
【請求項５】
　各導波管の前記視野は、少なくとも５０度である、請求項１に記載の多重導波管光学構
造。
【請求項６】
　前記第２の屈折率は、約１．５であり、前記第１の屈折率は、少なくとも１．７である
、請求項１に記載の多重導波管光学構造。
【請求項７】
　前記パターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む、請求項１に記載の
多重導波管光学構造。
【請求項８】
　多重導波管光学構造であって、前記多重導波管光学構造は、
　各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を備え、
各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、
　第１の接着層と、
　反射防止層と、
　前記第１の接着層と前記反射防止層との間に位置付けられた基板であって、前記基板は
、第１の屈折率を有する、基板と、
　第１のパターン化層であって、前記第１のパターン化層は、前記第１の接着層が前記第
１のパターン化層と前記基板との間にあるように位置付けられ、前記第１の接着層は、前
記第１のパターン化層と前記基板との間の接着を提供し、前記第１のパターン化層は、前
記第１の屈折率より小さい第２の屈折率を有し、前記第１のパターン化層は、回折格子を
画定し、前記導波管に関連付けられた視野は、前記第１および前記第２の屈折率に基づく
、第１のパターン化層と、
　第２の接着層と、
　第２のパターン化層と
　を備え、
　前記第２のパターン化層は、前記第２の接着層が前記反射防止層と前記第２のパターン
化層との間に位置付けられるように位置付けられ、前記第２の接着層は、前記第２のパタ
ーン化層と前記反射防止層との間の接着を提供し、
　前記反射防止層は、前記基板と前記第２の接着層との間に位置付けられている、多重導
波管光学構造。
【請求項９】
　前記基板は、ガラスまたはサファイアから作製されている、請求項８に記載の多重導波
管光学構造。
【請求項１０】
　前記各導波管の視野は、少なくとも５０度である、請求項８に記載の多重導波管光学構
造。
【請求項１１】
　前記第２の屈折率は、約１．５であり、前記第１の屈折率は、少なくとも１．７である
、請求項８に記載の多重導波管光学構造。
【請求項１２】
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　前記第１のパターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む、請求項８に
記載の多重導波管光学構造。
【請求項１３】
　多重導波管光学構造であって、前記多重導波管光学構造は、
　各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を備え、
各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、
　第１の接着層と、
　反射防止層と、
　前記第１の接着層と前記反射防止層との間に位置付けられた基板であって、前記基板は
、第１の屈折率を有する、基板と、
　パターン化層であって、前記パターン化層は、前記第１の接着層が前記パターン化層と
前記基板との間にあるように位置付けられ、前記第１の接着層は、前記パターン化層と前
記基板との間の接着を提供し、前記パターン化層は、前記第１の屈折率より小さい第２の
屈折率を有し、前記パターン化層は、回折格子を画定し、前記導波管に関連付けられた視
野は、前記第１および前記第２の屈折率に基づく、パターン化層と、
　第２の接着層であって、前記第２の接着層は、前記反射防止層が前記第２の接着層と前
記基板との間に位置付けられるように位置付けられている、第２の接着層と、
　前記複数の導波管の各導波管を接続し、位置付ける導波管支持部と
　を備え、
　各導波管の前記第１および第２の接着層のうちの少なくとも１つが、前記導波管支持部
に接着している、多重導波管光学構造。
【請求項１４】
　前記基板は、ガラスまたはサファイアから作製されている、請求項１３に記載の多重導
波管光学構造。
【請求項１５】
　前記各導波管の視野は、少なくとも５０度である、請求項１３に記載の多重導波管光学
構造。
【請求項１６】
　前記第２の屈折率は、約１．５であり、前記第１の屈折率は、少なくとも１．７である
、請求項１３に記載の多重導波管光学構造。
【請求項１７】
　前記第１のパターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む、請求項１３
に記載の多重導波管光学構造。
【請求項１８】
　前記第１のパターン化層の少なくとも一部は、残留層を含まない、請求項１３に記載の
多重導波管光学構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国仮出願第６２／４２８，１３９号（２０１６年１１月３０日出願）の出願
日の利益を主張する。米国仮出願第６２／４２８，１３９号の内容は、その全体が参照に
より本明細書に引用される。
【０００２】
　（発明の技術分野）
　本発明は、導波管ディスプレイおよび多重導波管光学構造に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　回折格子は、異なる方向に進行するいくつかのビームに光を分割し、それを回折するこ
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とができる周期的構造を伴う光学構成要素である。これらのビームの方向は、格子の間隔
および光の波長に依存する。いくつかの例では、回折格子は、光の波長より幅広い間隔を
伴うスロットの組から構成され、回折をもたらす。光が格子と相互作用した後、回折され
た光は、格子内の各スロットから発出する干渉波の総和から構成される。スロットの深度
は、各スロットまでの波の経路長に影響を及ぼし、故に、それは、スロットの各々からの
波の位相に影響を及ぼし、したがって、スロットの回折効率に影響を及ぼす。スロットが
、均一な深度を有する場合、格子内のスロットは、均一な回折効率を有し得る。スロット
が、不均一な深度を有する場合、格子内のスロットは、不均一な回折効率を有し得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　（発明の要約）
　本明細書に説明される主題の革新的側面は、多重導波管光学構造であって、多重導波管
光学構造は、各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波
管を含み得、各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導
波管は、第１の接着層と、第１の屈折率を有する基板と、パターン化層とを含み、パター
ン化層は、第１の接着層が、パターン化層と基板との間にあるように位置付けられ、第１
の接着層は、パターン化層と基板との間の接着を提供し、パターン化層は、第１の屈折率
より小さい第２の屈折率を有し、パターン化層は、回折格子を画定し、導波管に関連付け
られた視野は、第１および第２の屈折率に基づく。
【０００５】
　これらおよび他の実施形態の各々は、随意に、以下の特徴のうちの１つ以上のものを含
み得る。例えば、各導波管は、基板が第１の接着層と第２の接着層との間にあるように位
置付けられている第２の接着層をさらに備えている。導波管支持部は、複数の導波管の各
々を接続し、位置付け、各導波管の第１および第２の接着層のうちの少なくとも１つが、
導波管支持部に接着している。各導波管は、基板と第２の接着層との間に位置付けられた
反射防止層をさらに備えている。各導波管は、追加のパターン化層をさらに備え、第２の
接着層が、基板と追加のパターン化層との間に位置付けられるように位置付けられている
。基板は、ガラスまたはサファイアから作製される。各導波管の視野は、少なくとも５０
度である。第１の屈折率は、約１．５であり、第２の屈折率は、少なくとも１．７である
。パターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む。
【０００６】
　本明細書に説明される主題の革新的側面は、多重導波管光学構造であって、多重導波管
光学構造は、各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波
管を含み得、各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導
波管は、第１の接着層と、反射防止層と、第１の接着層と反射防止層との間に位置付けら
れた基板であって、基板は、第１の屈折率を有する、基板と、第１のパターン化層であっ
て、第１の接着層が、第１のパターン化層と基板との間にあるように位置付けられ、第１
の接着層は、第１のパターン化層と基板との間の接着を提供し、第１のパターン化層は、
第１の屈折率より小さい第２の屈折率を有し、第１のパターン化層は、回折格子を画定し
、導波管に関連付けられた視野は、第１および第２の屈折率に基づく、第１のパターン化
層と、第２の接着層と、第２のパターン化層とを含み、第２の接着層は、反射防止層と第
２のパターン化層との間にあるように位置付けられ、第２の接着層は、第２のパターン化
層と反射防止層との間の接着を提供する。
【０００７】
　本明細書に説明される主題の革新的側面は、多重導波管を含み得、多重導波管は、各導
波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられ、各導波管は、平面の異なる色
および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、第１の接着層と、反射防止層と、
第１の接着層と反射防止層との間に位置付けられた基板であって、基板は、第１の屈折率
を有する、基板と、パターン化層であって、第１の接着層が、パターン化層と基板との間
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にあるように位置付けられ、第１の接着層は、パターン化層と基板との間の接着を提供し
、第１の屈折率より小さい第２の屈折率を有し、パターン化層は、回折格子を画定し、導
波管に関連付けられた視野は、第１および第２の屈折率に基づく、第１のパターン化層と
、第２の接着層であって、第２の接着層は、反射防止層が第２の接着層と基板との間にあ
るように位置付けられている、第２の接着層と、複数の導波管の各々を接続し、位置付け
る導波管支持部とを含み、各導波管の第１および第２の接着層のうちの少なくとも１つが
、導波管支持部に接着している。
【０００８】
　本明細書に説明される主題の特定の実装は、以下の利点のうちの１つ以上のものを実現
するように実装されることができる。本開示の実装は、回折格子を形成するためのガラス
（またはサファイア）基板のエッチングの必要性を排除し得る。そのような排除によって
、本開示は、多重導波管明視野ディスプレイを構築するための工場される環境安定性およ
び利点をも示す非常に効率的な回折導波管ディスプレイのより単純かつより多くの大量加
工を可能にしながら、製造コストを低減させる。さらに、本開示は、伝統的な成形方法に
対して、光学的に効率的かつより低いコストの両方である導波管の複合材料構造の形成を
提供する。
【０００９】
　本明細書に説明される主題の１つ以上の実施形態の詳細が、添付図面および下記の説明
に記載される。本主題の他の潜在的特徴、側面、および利点も、説明、図面、ならびに請
求項から明白となるであろう。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　多重導波管光学構造であって、前記多重導波管光学構造は、
　各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を備え、
各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、
　第１の接着層と、
　第１の屈折率を有する基板と、
　パターン化層と
　を備え、
　前記パターン化層は、前記第１の接着層が前記パターン化層と前記基板との間にあるよ
うに位置付けられ、前記第１の接着層は、前記パターン化層と前記基板との間の接着を提
供し、前記パターン化層は、前記第１の屈折率より小さい第２の屈折率を有し、前記パタ
ーン化層は、回折格子を画定し、前記導波管に関連付けられた視野は、前記第１および前
記第２の屈折率に基づく、多重導波管光学構造。
（項目２）
　各導波管は、第２の接着層をさらに備え、前記第２の接着層は、前記基板が前記第１の
接着層と前記第２の接着層との間にあるように位置付けられている、項目１に記載の多重
導波管光学構造。
（項目３）
　前記複数の導波管の各々を接続し、位置付ける導波管支持部をさらに備え、各導波管の
前記第１および第２の接着層のうちの少なくとも１つが、前記導波管支持部に接着してい
る、項目２に記載の多重導波管光学構造。
（項目４）
　各導波管は、前記基板と前記第２の接着層との間に位置付けられた反射防止層をさらに
備えている、項目２に記載の多重導波管光学構造。
（項目５）
　各導波管は、追加のパターン化層をさらに備え、前記追加のパターン化層は、前記第２
の接着層が前記基板と前記追加のパターン化層との間に位置付けられるように位置付けら
れている、項目２に記載の多重導波管光学構造。
（項目６）
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　前記基板は、ガラスまたはサファイアから作製されている、項目１に記載の多重導波管
光学構造。
（項目７）
　各導波管の前記視野は、少なくとも５０度である、項目１に記載の多重導波管光学構造
。
（項目８）
　前記第１の屈折率は、約１．５であり、前記第２の屈折率は、少なくとも１．７である
、項目１に記載の多重導波管光学構造。
（項目９）
　前記パターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む、項目１に記載の多
重導波管光学構造。
（項目１０）
　多重導波管光学構造であって、前記多重導波管光学構造は、
　各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を備え、
各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、
　第１の接着層と、
　反射防止層と、
　前記第１の接着層と前記反射防止層との間に位置付けられた基板であって、前記基板は
、第１の屈折率を有する、基板と、
　第１のパターン化層であって、前記第１のパターン化層は、前記第１の接着層が前記第
１のパターン化層と前記基板との間にあるように位置付けられ、前記第１の接着層は、前
記第１のパターン化層と前記基板との間の接着を提供し、前記第１のパターン化層は、前
記第１の屈折率より小さい第２の屈折率を有し、前記第１のパターン化層は、回折格子を
画定し、前記導波管に関連付けられた視野は、前記第１および前記第２の屈折率に基づく
、第１のパターン化層と、
　第２の接着層と、
　第２のパターン化層と
　を備え、
　前記第２のパターン化層は、前記第２の接着層が前記反射防止層と前記第２のパターン
化層との間にあるように位置付けられ、前記第２の接着層は、前記第２のパターン化層と
前記反射防止層との間の接着を提供する、多重導波管光学構造。
（項目１１）
　前記基板は、ガラスまたはサファイアから作製されている、項目１０に記載の多重導波
管光学構造。
（項目１２）
　前記各導波管の視野は、少なくとも５０度である、項目１０に記載の多重導波管光学構
造。
（項目１３）
　前記第１の屈折率は、約１．５であり、前記第２の屈折率は、少なくとも１．７である
、項目１０に記載の多重導波管光学構造
（項目１４）
　前記第１のパターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む、項目１０に
記載の多重導波管光学構造。
（項目１５）
　多重導波管光学構造であって、前記多重導波管光学構造は、
　各導波管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を備え、
各導波管は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられており、各導波管は、
　第１の接着層と、
　反射防止層と、
　前記第１の接着層と前記反射防止層との間に位置付けられた基板であって、前記基板は
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、第１の屈折率を有する、基板と、
　パターン化層であって、前記パターン化層は、前記第１の接着層が前記パターン化層と
前記基板との間にあるように位置付けられ、前記第１の接着層は、前記パターン化層と前
記基板との間の接着を提供し、前記パターン化層は、前記第１の屈折率より小さい第２の
屈折率を有し、前記パターン化層は、回折格子を画定し、前記導波管に関連付けられた視
野は、前記第１および前記第２の屈折率に基づく、パターン化層と、
　第２の接着層であって、前記第２の接着層は、前記反射防止層が前記第２の接着層と前
記基板との間にあるように位置付けられている、第２の接着層と、
　前記複数の導波管の各々を接続し、位置付ける導波管支持部と
　を備え、
　各導波管の前記第１および第２の接着層のうちの少なくとも１つが、前記導波管支持部
に接着している、多重導波管光学構造。
（項目１６）
　前記基板は、ガラスまたはサファイアから作製されている、項目１５に記載の多重導波
管光学構造。
（項目１７）
　前記各導波管の視野は、少なくとも５０度である、項目１５に記載の多重導波管光学構
造。
（項目１８）
　前記第１の屈折率は、約１．５であり、前記第２の屈折率は、少なくとも１．７である
、項目１５に記載の多重導波管光学構造。
（項目１９）
　前記第１のパターン化層は、５０ナノメートルより小さい残留層厚を含む、項目１５に
記載の多重導波管光学構造。
（項目２０）
　前記第１のパターン化層の少なくとも一部は、残留層を含まない、項目１５に記載の多
重導波管光学構造。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の実施形態による、リソグラフィシステムの概略側面図を図示す
る。
【図２】図２は、その上に位置付けられたパターン化層を有する基板の概略側面図を図示
する。
【図３】図３、５、および６は、導波管を図示する。
【図４】図４は、多重導波管光学構造を図示する。
【図５】図３、５、および６は、導波管を図示する。
【図６】図３、５、および６は、導波管を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（詳細な説明）
　本書は、多重導波管光学構造を説明する。具体的には、多重導波管光学構造は、各導波
管を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導波管を含む。各導波管
は、平面の異なる色および異なる深度に関連付けられる。さらに、各導波管は、第１の接
着層と、第１の屈折率を有する基板と、パターン化層とに関連付けられ、パターン化層は
、第１の接着層がパターン化層と基板との間にあるように位置付けられる。第１の接着層
は、パターン化層と基板との間の接着を提供する。パターン化層は、第１の屈折率より小
さい第２の屈折率を有し、回折格子を画定する。導波管に関連付けられた視野は、第１お
よび第２の屈折率に基づく。
【００１２】
　図１は、基板１０２上にレリーフパターンを形成するインプリントリソグラフィシステ
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ム１００を図示する。基板１０２は、基板チャック１０４に結合され得る。いくつかの例
では、基板チャック１０４は、真空チャック、ピンタイプチャック、溝タイプチャック、
電磁チャック等を含み得る。いくつかの例では、基板１０２および基板チャック１０４は
、空気ベアリング１０６上にさらに位置付けられ得る。空気ベアリング１０６は、ｘ軸、
ｙ軸、および／またはｚ軸の周りの運動を提供する。いくつかの例では、基板１０２およ
び基板チャック１０４は、段上に位置付けられる。空気ベアリング１０６、基板１０２、
および基板チャック１０４は、基部１０８上にも位置付けられ得る。いくつかの例では、
ロボットシステム１１０が、基板１０２を基板チャック１０４上に位置付ける。
【００１３】
　インプリントリソグラフィシステム１００は、設計考慮事項に応じて、１つ以上のロー
ラ１１４に結合されるインプリントリソグラフィ可撓テンプレート１１２をさらに含む。
ローラ１１４は、可撓なテンプレート１１２の少なくとも一部の移動を提供する。そのよ
うな移動は、基板１０２と重なり合う可撓なテンプレート１１２の異なる部分を選択的に
提供し得る。いくつかの例では、可撓なテンプレート１１２は、複数の特徴、例えば、間
隔を置かれる陥凹部および突出部を含むパターン化表面を含む。しかしながら、いくつか
の例では、特徴の他の構成も、可能である。パターン化表面は、基板１０２上に形成され
るべきパターンの基礎を形成する任意の原パターンを画定し得る。いくつかの例では、可
撓なテンプレート１１２は、テンプレートチャック、例えば、真空チャック、ピンタイプ
チャック、溝タイプチャック、電磁チャック等に結合され得る。
【００１４】
　インプリントリソグラフィシステム１００は、流体分注システム１２０をさらに備え得
る。流体分注システム１２０は、基板１０２上に重合性材料を堆積させるために使用され
得る。重合性材料は、液滴分注、スピンコーティング、浸漬コーティング、化学蒸着（Ｃ
ＶＤ）、物理蒸着（ＰＶＤ）、薄膜蒸着、厚膜蒸着等の技法を使用して基板１０２上に位
置付けられ得る。いくつかの例では、重合性材料は、複数の液滴として基板１０２上に位
置付けられる。
【００１５】
　図１および２を参照すると、インプリントリソグラフィシステム１００は、基板１０２
に向かってエネルギーを向かわせるように結合されるエネルギー源１２２をさらに備えて
いる。いくつかの例では、ローラ１１４および空気ベアリング１０６は、可撓なテンプレ
ート１１２と基板１０２の所望される部分とを所望される位置に位置付けるように構成さ
れる。インプリントリソグラフィシステム１００は、空気ベアリング１０６、ローラ１１
４、流体分注システム１２０、および／またはエネルギー源１２２と通信するプロセッサ
によって調整され得、メモリ内に記憶されるコンピュータ読み取り可能なプログラムに基
づいて動作し得る。
【００１６】
　いくつかの例では、ローラ１１４、空気ベアリング１０６、または両方は、可撓なテン
プレート１１２と基板１０２との間の距離を変動させ、それらの間に、重合性材料によっ
て充填される所望される容積を画定する。例えば、可撓なテンプレート１１２は、重合性
材料に接触する。所望される容積が重合性材料によって充填された後、エネルギー源１２
２が、エネルギー、例えば、広帯域紫外線放射を生成し、重合性材料が凝固し、および／
または架橋結合し、基板１０２の表面と可撓なテンプレート１２２のパターン化表面の一
部との形状に適合し、基板１０２上にパターン化された層１５０を画定することも生じさ
せる。いくつかの例では、パターン化された層１５０は、残留層１５２と、突出部１５４
および陥凹部１５６として示される複数の構造とを備え得る。
【００１７】
　図３は、インプリントリソグラフィシステム１００を利用して形成され得る導波管３０
０を図示する。手短に言えば、導波管３００は、例えば、光（光ビーム）の源からそれを
通過する光を捕捉し、光の全内部屈折を提供する。いくつかの例では、導波管３００は、
仮想コンテンツディスプレイの生成を促進する。導波管３００は、パターン化層３０２と
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、第１の接着層３０４と、基板３０６と、反射防止層３０８と、第２の接着層３１０とを
含む多層構造である。
【００１８】
　基板３０６が、第１の接着層３０４と反射防止層３０８との間に位置付けられる。基板
３０６は、第１の屈折率に関連付けられ、いくつかの例では、ガラスまたはサファイアか
ら作製される。いくつかの例では、第１の屈折率は、少なくとも１．７またはそれを上回
る。第１の接着層３０４は、パターン化層３０２と基板３０６との間の接着を提供する。
第１の接着層３０４は、アクリル樹脂のような材料から作製されることができる。
【００１９】
　パターン化層３０２は、第１の接着層３０４が、パターン化層３０２と基板３０６との
間にあるように位置付けられる。パターン化層３０２は、光硬化アクリルポリマー層を含
み得る。パターン化層３０２は、第２の屈折率に関連付けられる。いくつかの例では、第
１の屈折率は、第２の屈折率を上回る。いくつかの例では、第２の屈折率は、約１．５で
ある。パターン化層３０２は、回折格子３１２と、残留層３１４とをさらに含む。いくつ
かの例では、残留層３１４は、１００ナノメートルより小さい厚さを有し、さらに、いく
つかの例では、５０ナノメートルより小さい厚さを有する。回折格子３１２は、インプリ
ントリソグラフィを含むそのような方法によって形成されることができ、約１００ナノメ
ートルの限界寸法を含むことができる。
【００２０】
　その目的のために、基板３０６と回折格子３１２との間に位置付けられる残留層３１４
を含む導波管３００の結果として、導波管３００は、回折ベースの導波管ディスプレイを
画定することができる。特に、パターン化層３０２と基板３０６との組み合わせ、具体的
には、第２の屈折率（例えば、約１．５）に関連付けられたパターン化層３０２と、第１
の屈折率（例えば、１．７を上回る）に関連付けられた基板３０６との組み合わせが、回
折ベースの導波管ディスプレイを提供する。さらに、回折ベースの導波管ディスプレイは
、第２の屈折率（例えば、約１．５）に関連付けられたパターン化層３０２と、第１の屈
折率（例えば、１．７を上回る）に関連付けられた基板３０６との組み合わせに基づいて
回折ベースの導波管ディスプレイを形成することの結果として、基板３０６内に回折格子
を形成することなく提供される。したがって、基板３０６をドライエッチングする（例え
ば、高屈折率ガラスまたはサファイアをドライエッチングする）必要性が、排除される。
しかしながら、いくつかの例では、基板３０６が、残留層１３４を除去するために、およ
び／または、基板３０６の表面上に残留層３１４の一部を維持しながら、パターンを基板
３０６の中に移すために、部分的にエッチングされること（例えば、大気または低圧力条
件下のプラズマプロセス）ができる。
【００２１】
　いくつかの例では、１００ナノメートル未満、または５０ナノメートルより小さい厚さ
を有する残留層３１４の結果として、パターン化層３０２と基板３０６との間での屈折率
整合が低減させられ、または最小化される。
【００２２】
　導波管３００は、第１および第２の屈折率に基づく視野に関連付けられる。すなわち、
導波管３００の視野は、パターン化層３０２に関連付けられた第２の屈折率と、基板３０
６に関連付けられた第１の屈折率との組み合わせに基づく。いくつかの例では、導波管３
００の視野は、少なくとも５０度である。すなわち、パターン化層３０２に関連付けられ
た第２の屈折率が約１．５であり、基板３０６に関連付けられた第１の屈折率が１．７を
上回るとき、導波管３００に関連付けられた視野は、少なくとも５０度である。
【００２３】
　反射防止層３０８は、基板３０６と第２の接着層３１０との間に位置付けられる。いく
つかの例では、反射防止層３０８は、無機性である。反射防止層３０８および／またはパ
ターン化層３０２は、基板３０６に環境保護／安定性を提供する。具体的には、基板３０
６が高屈折率（例えば、１．７を上回る）を伴うガラス（またはサファイア）を含むとき
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、基板３０６は、環境にさらされると、基板３０６の表面に沈殿剤を形成し得る。結果と
して、薄霧汚染層が、形成し得（例えば、基板３０６の表面上に）、基板３０２の腐食が
、生じ得、および／または、導波管３００に関連付けられた散乱光が、増加し得る。その
目的のために、反射防止層３０８および／またはパターン化層３０２は、基板３０６のイ
オン性表面（例えば、ガラス基板のイオン性表面）を隔離し、基板３０６の環境保護／安
定性を提供する。
【００２４】
　第２の接着層３１０は、反射防止層３０８と基板３０６との間の接着を提供する。いく
つかの例では、第２の接着層３１０は、蒸着され、基板３０６（例えば、ガラス）に接合
される。第２の接着層３１０は、アクリル樹脂のような材質から作製されることができる
。
【００２５】
　図４は、導波管４０２を連続的に通過する光を捕捉するために積み重ねられた複数の導
波管４０２ａ、４０２ｂ、４０２ｃ（集合的に導波管４０２と称される）を含む多重導波
管光学構造４００を図示する。導波管４０２の各々は、図３の導波管３０２に類似し得る
。いくつかの例では、導波管４０２の各々は、平面の異なる色および異なる深度に関連付
けられた。すなわち、光が導波管４０２の各々を通過するにつれて、導波管４０２の各々
は、異なるように光と相互作用し、導波管４０２の各退出光は、仮想コンテンツディスプ
レイに関連付けられた平面の異なる色および異なる深度に基づく。いくつかの例では、多
重導波管光学構造４００は、６個または９個の導波管４０２を含む４個以上の導波管４０
２を含む。いくつかの例では、多重導波管光学構造４００の導波管４０２の各々は、空気
によって分離される。
【００２６】
　多重導波管光学構造４００は、導波管支持部４０４ａ、４０４ｂ（集合的に導波管支持
部４０４と称される）を含む。導波管支持部４０４は、複数の導波管４０２を多重導波管
光学構造４００の内に接続かつ位置付ける。その目的のために、導波管４０２の各々の第
１の接着層３０４および第２の接着層３１０は、それぞれの導波管４０２と導波管支持部
４０４との間の接着を提供する。導波管支持部４０４は、アクリル樹脂またはエポキシ樹
脂のような材料から作製されることができる。いくつかの例では、パターン化層３０２は
、それぞれの導波管４０２と導波管支持部４０４との間の追加の接合を提供する。
【００２７】
　図５は、追加のパターン化層を含む導波管５００を図示する。具体的には、導波管５０
０は、第１のパターン化層５０２と、第１の接着層５０４と、基板５０６と、反射防止層
５０８と、第２の接着層５１０と、第２のパターン化層５１２とを含む。第１のパターン
化層５０２、第１の接着層５０４、基板５０６、反射防止層５０８、および第２の接着層
５１０は、図３の導波管３００のパターン化層３０２、第１の接着層３０４、基板３０６
、反射防止層３０８、および第２の接着層３１０とほぼ類似する。
【００２８】
　さらに、第２のパターン化層５１２は、第２の接着層５１０が反射防止層５０８と第２
のパターン化層５１２との間にあるように位置付けられる。第２の接着層５１０は、第２
のパターン化層５１２と基板５０６との間の接着を提供する。いくつかの例では、図６に
示されるように、導波管５００’は、反射防止層５０８を欠き、したがって、第２の接着
層５１０が、基板５０６と第２のパターン化層５１２との間に位置付けられるように第２
のパターン化層５１２を含む。
【００２９】
　第２のパターン化層５１２は、図３のパターン化層３０２にほぼ類似する。具体的には
、第２のパターン化層５１２は、第３の屈折率に関連付けられる。いくつかの例では、基
板５０６に関連付けられた第１の屈折率は、第２のパターン化層５１２に関連付けられた
第３の屈折率を上回る。いくつかの例では、第３の屈折率は、約１．５である。第２のパ
ターン化層５１２は、回折格子５１４と、５０ナノメートルより小さい厚さを有する残留
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層５１６とをさらに含む。回折格子５１４は、インプリントリソグラフィを含むそのよう
な方法によって形成されることができ、約１００ナノメートルの限界寸法を含むことがで
きる。
【００３０】
　その目的のために、基板５０６と回折格子５１４との間に位置付けられる残留層５１６
を含む導波管５００の結果として、導波管５００は、回折ベースの導波管ディスプレイを
画定することができる。特に、第２のパターン化層５１２と基板５０６との組み合わせ、
具体的には、第３の屈折率（例えば、約１．５）に関連付けられた２のパターン化層５１
２と、第１の屈折率（例えば、１．７を上回る）に関連付けられた基板５０６との組み合
わせが、回折ベースの導波管ディスプレイを提供する。そのうえ、回折ベースの導波管デ
ィスプレイは、第３の屈折率（例えば、約１．５）に関連付けられた第２のパターン化層
５１２と、第１の屈折率（例えば、１．７を上回る）に関連付けられた基板５０６との組
み合わせに基づく回折ベースの導波管ディスプレイの形成の結果として、基板５０６内に
回折格子を形成することなく、提供される。したがって、基板５０６をドライエッチング
する（例えば、高屈折率ガラスまたはサファイアをドライエッチングする）必要性が、排
除される。
【００３１】
　いくつかの例では、第１のパターン化層５０２、第２のパターン化層５１２、および基
板５０６の組み合わせ、具体的には、第１の屈折率（例えば、約１．５）に関連付けられ
た第１のパターン化層５０２と、第３の屈折率（例えば、約１．５）に関連付けられた第
２のパターン化層５１２と、第１の屈折率（例えば、１．７を上回る）に関連付けられた
基板５０６との組み合わせが、回折ベースの導波管ディスプレイを提供する。
【００３２】
　導波管５００は、第１および第３の屈折率に基づく視野に関連付けられる。すなわち、
導波管５００の視野は、第２のパターン化層５１２に関連付けられた第３の屈折率と、基
板５０６に関連付けられた第１の屈折率との組み合わせに基づく。いくつかの例では、導
波管５００の視野は、少なくとも５０度である。すなわち、第２のパターン化層５１２に
関連付けられた第３の屈折率が、約１．５であり、かつ基板５０６に関連付けられた第１
の屈折率が、１．７を上回るとき、導波管５００に関連付けられた視野は、少なくとも５
０度である。いくつかの例では、導波管５００の視野は、第１のパターン化層５０２に関
連付けられた第２の屈折率と、第２のパターン化層５１２に関連付けられた第３の屈折率
と、基板５０６に関連付けられた第１の屈折率との組み合わせに基づく。
【００３３】
　いくつかの例では、図４の多重導波管光学構造４００の導波管４０２の各々は、図５の
導波管５００および／または図６の導波管５００’に類似し得る。いくつかの例では、多
重導波管光学構造４００の導波管４０２は、図３の導波管３００と、図５の導波管５００
と、図６の導波管５００’との任意の組み合わせに類似し得る。
【００３４】
　図１のインプリントリソグラフィシステム１００は、導波管３０２、４０２、５００、
５００’、および／または多重導波管光学構造４００のうちのいずれかを形成するために
使用されることができる。
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